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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月24日(2020.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプリントリソグラフィシステムであって、
　テンプレートまたは基板との間にキャビティが規定されるように前記テンプレートまた
は前記基板を保持するチャックと、
　前記キャビティにガスを供給して前記キャビティを加圧するための加圧源および関連す
る加圧バルブと、
　前記キャビティからガスを排出して前記キャビティを減圧するための減圧源および関連
する減圧バルブと、
　前記キャビティと前記加圧源および前記減圧源との間に配置され、前記加圧源により前
記キャビティに供給されるガスの量または前記減圧源により前記キャビティから排出され
るガスの量を変調するインピーダンスバルブと、
　前記キャビティ内の圧力を検出するキャビティセンサと、
　前記加圧バルブまたは前記減圧バルブの位置で圧力を検出するバルブセンサと、
　前記加圧バルブと前記減圧バルブとを制御し、前記キャビティセンサと前記バルブセン
サとで検出された検出データを受け取り、前記検出データに基づいて前記インピーダンス
バルブに出力を与えるように構成されたコントローラと、
　を含み、
　前記インピーダンスバルブは、前記キャビティ内の圧力が変調されて前記キャビティ内
の圧力波振動を低減させるように、前記出力に応答して、前記キャビティに供給されるガ
スの量または前記キャビティから排出されるガスの量を調整する、ことを特徴とするイン
プリントリソグラフィシステム。
【請求項２】
　前記キャビティセンサまたは前記バルブセンサまたはその両方は、終端センサである、
ことを特徴とする請求項１に記載のインプリントリソグラフィシステム。
【請求項３】
　前記チャックは、前記テンプレートを保持するように構成されている、ことを特徴とす
る請求項１又は２に記載のインプリントリソグラフィシステム。
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【請求項４】
　前記チャックは、前記基板を保持するように構成されている、ことを特徴とする請求項
１又は２に記載のインプリントリソグラフィシステム。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記キャビティの圧力を第１定常状態から第２定常状態に変更す
るように構成されている、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のイン
プリントリソグラフィシステム。
【請求項６】
　前記第１定常状態と前記第２定常状態との間の相対圧力差は２５ｋＰａ以上である、こ
とを特徴とする請求項５に記載のインプリントリソグラフィシステム。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記キャビティの圧力を０．１秒未満で前記第１定常状態から前
記第２定常状態に変更するように構成されている、ことを特徴とする請求項６に記載のイ
ンプリントリソグラフィシステム。
【請求項８】
　前記コントローラは、ガスの供給およびガスの排出を前記キャビティに対して連続的に
行って前記キャビティ内の圧力を動的に平衡化させることにより、前記第１定常状態また
は前記第２定常状態を維持するように構成されている、ことを特徴とする請求項５乃至７
のうちいずれか１項に記載のインプリントリソグラフィシステム。
【請求項９】
　前記第１定常状態または前記第２定常状態は、少なくとも０．０４ｋＰａ、または少な
くとも０．０１ｋＰａ、または少なくとも０．００１ｋＰａの制御精度内に制御される、
ことを特徴とする請求項８に記載のインプリントリソグラフィシステム。
【請求項１０】
　テンプレートまたは基板との間にキャビティが規定されるように前記テンプレートまた
は前記基板を保持するチャックを提供する工程と、
　第１定常状態で前記キャビティ内の圧力を確立する工程と、
　加圧源からの正圧または減圧源からの負圧を前記キャビティに適用することにより、前
記キャビティ内の圧力を第１定常状態から第２定常状態に移行させる工程と、
　を含み、
　前記移行させる工程は、前記キャビティ内の圧力波振動を低減するように、前記加圧源
により前記キャビティに適用される正圧のガスの量または前記減圧源により前記キャビテ
ィに適用される負圧のガスの量を変調する工程を含む、ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記変調する工程は、前記キャビティと前記加圧源および前記減圧源との間にインピー
ダンスバルブを設けて、前記キャビティに適用される正圧および負圧の圧力インピーダン
スを動的に一致させることを含む、ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　テンプレートまたは基板との間にキャビティが規定されるように前記テンプレートまた
は前記基板を保持するチャックを提供する工程と、
　第１定常状態で前記キャビティ内の圧力を確立する工程と、
　加圧源からの正圧または減圧源からの負圧を前記キャビティに適用することにより、前
記キャビティ内の圧力を第１定常状態から第２定常状態に調整する工程と、
　を含み、
　前記調整する工程は、フィードフォワード制御からフィードバック制御に移行させる工
程を含み、
　前記移行させる工程は、前記キャビティ内の圧力波振動を低減するように、前記加圧源
により前記キャビティに適用される正圧のガスの量または前記減圧源により前記キャビテ
ィに適用される負圧のガスの量を変調する工程を含む、ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
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　前記第１定常状態と前記第２定常状態との間の相対圧力差は２５ｋＰａ以上である、こ
とを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　０．１秒未満で前記第１定常状態から前記第２定常状態に移行させる、ことを特徴とす
る請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ガスの供給およびガスの排出を前記キャビティに対して連続的に行って前記キャビティ
内の圧力を動的に平衡化させることにより、前記第１定常状態または前記第２定常状態を
維持させる工程を更に含む、ことを特徴とする請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記第１定常状態または前記第２定常状態は、少なくとも０．０４ｋＰａ、または少な
くとも０．０１ｋＰａ、または少なくとも０．００１ｋＰａの制御精度内に制御される、
ことを特徴とする請求項１０乃至１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　デバイスを製造する方法であって、
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載のインプリントリソグラフィシステムを用いて基
板上にパターン層を形成する工程と、
　前記基板内に前記パターン層のパターンを転写する工程と、
　前記デバイスを製造するために前記基板を加工する工程と、
　を含むことを特徴とする方法。
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